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1. 諸言 

近年、結晶 Si 太陽電池セルの変換効率の向上をめ

ざし、表面のバスバー電極をシリコンウェハに明けた貫

通穴で裏面に配したMetal Wrap Through (MWT)型セ

ルの開発が進められている。 

このMWT型セルの構造は、シリコンウェハにレーザ

加工などで貫通穴を明け、導電性材料を充填し電極と

する。生産コストの抑制と生産時間の短縮のため、穴加

工は廉価な製造設備による高速な加工が求められるが、

この際のセルに加わる加工ダメージはセルの変換効率

を低下させるため、加工ダメージの低減が課題である。 

本報告では、単結晶シリコンウェハにレーザにより貫

通穴を加工し、発電セルの作製を行った。 

 

2. 実験方法及び結果 

156mm×156mm×0.2mmの単結晶シリコンウェハに

レーザにより貫通穴を加工したのち、50mm×50mm に

切り出し試料とした。これにテクスチャエッチングを行い、

穴周辺の観察を行った。 

レーザはYVO4を光源に第3高調波を使用し貫通穴

加工を行った。加工後、テクスチャエッチングを行った

試料と行っていない試料を観察した。 

走査型電子顕微鏡による貫通穴の入射面および穴

側面の観察結果を図1に示す。加工された穴は入射側

の広いテーパー形状となっており、エッチング後の試

料では穴側面にテクスチャが形成されているのが見ら

れた。 

穴加工によるダメージを評価するためX線トポグラフ

撮影を行った結果を図 2 に示す。エッチング後では穴

周囲に見られる影が減少しており加工によるダメージが

減少していると分かった。 

テクスチャエッチングを行ったシリコンウェハにリンド

ープと反射防止膜の成膜を行い、電極を作製し、MWT

型セルを試作し発電することを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 結言 

単結晶シリコンウェハにレーザにより貫通穴加工を行

い、貫通穴周辺部の観察を行った。またX線トポグラフ

ィー撮影を行い、加工ダメージを評価した。 

レーザによる貫通穴を加工したウェハから MWＴ型

セルを試作し、発電することを確認した。 

Tab.1 Sample Condition 

材種 単結晶シリコンウェハ

大きさ 156mm×156mm×0.2mm

表面処理 アルカリエッチング又は
テクスチャリング

(c) Deep - RIE 

Fig.2 X - ray topographic of holes 

(a) None Etching 

1mm

(b) Etching 

Fig.1 Picture of holes 

(a) None Etching 

100mm

(b) Etching 

(c) None Etching (d) Etching 
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